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Konzentrationen

Alle Konzentrationen der in diesem Dokument mit einem * gekennzeichneten Chemikalien
beziehen sich auf die Ublicherweise verfligbare Konzentration des betreffendes Stoffes wie im
vorletzten Abschnitt dieses Dokuments aufgefuhrt.

Chrom
Chrom wird auf dem Gebiet der Mikrostrukturie-
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Atzmechanismus von Chrom

Chromatzen sind meist Loésungen aus Perchlorsaure (HCIO,) und Ammoniumcernitrat
(NH,),[Ce(NO,),].

Perchlorsdure ist als duBerst starke Sdure in wassriger Losung vollstandig dissoziiert (pK;-
Wert < -8) und als sehr starkes Oxidationsmittel zur Stabilisierung des Ammoniumcernitrats
dient. Ammoniumcernitrat ist selbst ein sehr starkes Oxidationsmittel. Die Summenformel flr
das Atzen von Chrom mit Ammoniumcernitrat und Perchlorséure lautet

3 Ce(NH,),(NO,), + Cr > 3 Cr(NO,), + 3 Ce(NH,),(NO,), ,
wonach das Cer von der Oxidationsstufe IV nach III reduziert, und das Chrom zur Oxidations-
stufe III oxidiert wird.

Das Chromnitrat, welches wéhrend des Atzvorgangs einen dunklen, sich sténdig neu bilden-
den Belag auf der Chromschicht bildet ist gut wasserléslich.

Selektivitat

Kupfer, Silber und Vanadium werden von diesem Atzgemisch stark gedtzt. Aluminium, Titan,
Wolfram und Nickel erfahren nur einen schwachen Angriff.

Die Edelmetalle Gold, Platin und Palladium werden nicht angegriffen.

Unsere Chromatze

Unsere Chromatze "Chrom etch n° 1" hat die Zusammensetzung
Ammoniumcernitrat : Perchlorsdure : H,O = 10.9 % : 4.25 % : 84.85 %
und weist bei Raumtemperatur eine Atzrate von ca. 60 nm/Minute auf.

Wir bieten generell 2.5 L Gebinde in VLSI Qualitat, auf Anfrage auch andere GebindegréBen
und Reinheitsgrade an.

Geeignete Fotolacke und deren Prozessierung

Alle AZ® und TI Fotolacke sind fiir das Atzen von einigen 100 nm Chrom ausreichend stabil.
Grundsatzlich empfehlen sich jedoch Lacke mit optimierter Haftung wie die AZ® 1500-Serie
(Lackschichtdickenbereich ca. 0.5-3 ym mit dem AZ® 1505, 1512 HS, 1514 H, und 1518), oder
der AZ® 4533 (3-5 um).

Fotolacke, Entwickler, Remover, Haftvermittler, Atzchemikalien und Losemittel ...

Fon: +49 (0)731 36080-409 www.microchemicals.de e-Mail: sales@microchemicals.de



MicroChemicals GmbH - Atzen von Chrom mit Fotolackmasken

Je tiefer Cr geatzt werden soll, desto tendenziell dicker sollte die Fotolackschicht sein. Wird
dadurch ein hohes Aspektverhaltnis gefordert, empfiehlt sich die hoch-auflésende AZ® ECI
3000-Serie (Lackschichtdickenbereich ca. 0.5-4 um).

Zur Verbesserung der Haftung kann ein Hardbake der Lackstrukturen nach dem Entwickeln
sinnvoll sein. Wir empfehlen hierzu 140-145°C fiir 5-10 Minuten. Da die Lackschicht hierbei
versprodet, sollte zur Vermeidung einer Rissbildung die Abkihlung auf Raumtemperatur nicht
abrupt erfolgen.

Chrom ist gegeniber KOH-, NaOH- und TMAH-basierten Entwicklern stabil. Herkdmmliche
Remover greifen Chrom ebenfalls nicht an.

Alle hier genannten Stoffe werden von uns vertrieben und sind in dem Dokument Fotolacke,
Entwickler und Remover naher beschrieben.

Urspriingliche Verdiinnungsgrade der genannten Stoffe

Alle Konzentrationsangaben aller in diesem Kapitel genannten, mit einem (*) markierten Stof-
fe beziehen sich auf folgende Basis-Konzentrationen.

HCI* = 37 % HCl in H,0 HNO,* = 70 % HNO, in H,0

H,S0,* = 98 % H,SO, in H,0 HF* = 49 % HF in H,0

H,0,* = 30 % H,0, in H,0 H,PO,* = 85 % H,PO, in H,0
NH,OH* = 29 % NH, in H,0 CH,COOH* = 99 % CH,COOH in H,0

Gewahrleistungsausschluss

Alle in diesem Dokument enthaltenen Informationen, Prozessbeschreibungen, Rezepturen etc.
sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dennoch kénnen wir keine Garan-
tie fir die Korrektheit der Angaben Gbernehmen.

Wir garantieren nicht fur die vollstandige Angabe von Hinweisen auf (u. a. gesundheitliche,
arbeitssicherheitstechnische) Gefahren, die sich bei Herstellung und Anwendung der Rezeptu-
ren ergeben (kénnen).

Grundsatzlich ist jeder Mitarbeiter dazu angehalten, sich im Zweifelsfall in geeigneter Fachlite-
ratur tber die angedachten Prozesse vorab ausreichend zu informieren, um Schaden an Perso-
nen und Equipment auszuschlieBen.

AZ® und das AZ Logo sind eingetragene Markenzeichen der AZ Electronic Materials (Germany) GmbH.
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